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DETERMINACION DE LAS CONSTANTES OPTICAS Y EL ESPESOR DE MATERIALES
DE REGISTRO HOLOGRAFICO

A. BELENDEZ', M. ORTUNO?, S. GALLEGO?,T. BELENDEZ?, C. NEIPP', I. PASCUAL?
1) Departamento de Fisica, Ingenieria de Sistemas y Teoria de la Sefal. Universidad de Alicante. Alicante.

2) Departamento Interuniversitario de Optica. Universidad de Alicante. Alicante.

La determinacion de los valores de las constantes dpticas (n,
indice de refraccién y k, coeficiente de extincién) y el espesor d es
una condicién necesaria a la hora de caracterizar un material de
registro hologréfico. Se han estudiado distintas emulsiones fotogra-
ficas comerciales (BB, Agfa y Slavich) (1) asi como fotopolimeros
basados en acrilamida desarrollados en nuestro laboratorio (2),
depositados todos ellos sobre substratos de vidrio. El pardmetro que
més interés tiene para nosotros es el espesor, pues los valores del
indice de refraccién no son tan criticos y ademds se conocen apro-
ximadamente. Las experiencias se han realizado utilizando luz
monocromdtica polarizada linealmente midiendo la reflectancia R
en funcién del dngulo de incidencia @ (3, 4). Los valores de n, k'y
d se han obtenido ajustando la funcién tedrica de la reflectancia a
los datos experimentales. Para ello se ha considerado un sistema
formado por una lamina planoparalela de material absorbente
caracterizado por los pardmetros desconocidos (n, k'y d) situada
sobre un substrato semi-infinito no absorbente (el vidrio) cuyo indi-
ce de refraccion se obtiene en una experiencia previa. Los valores
de n, ky d se obtienen comparando las reflectancias experimenta-
les R_(0), siendo j=1,2, ../ vy/el nimero de dngulos, con los

exp j

valores tedricos de la reflectancia R(n,k,d,ﬁl), minimizando la fun-
cién chi-cuadrado 2.

En la Figura 1 se muestra un ejemplo de la reflectancia R en
funcién del dngulo de @ para luz polarizada linealmente paralela al
plano de incidencia (A = 633 nm) para el caso de un fotopolimero
compuesto por una matriz de polivinilalcohol (PVA), acrilamida
(AA) como mondémero, trietanolamida (TEA) como generador de
radicales y eosina amarillenta (EA) como sensibilizador. En la figu-
ra la linea continua corresponde al célculo teérico para los para-
metros n=1.515, k< 0.001 y d = 64 um que minimizan .

Este trabajo ha sido subvencionado por la CICYT (proyecto
MAT2000-1361-C04-04) y la Oficina de Ciencia y Tecnologia de la
Generalitat Valenciana (proyecto GV01-130).
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Fig. 1.- Reflectancias experimental y tedrica para una capa de fotopolimero hologréfico.
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